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【57】申請專利範圍
1.　一種偏光薄膜積層體，其具備長條狀的偏光件、及配置於該偏光件的一面側之表面保護
薄膜；且，於前述一面側具有已露出前述偏光件之露出部；前述露出部是以預定間隔配

置於前述偏光件的長度方向及/或寬度方向上，且當為了將前述偏光件安裝於預定尺寸之
影像顯示裝置而將其裁切成預定尺寸時，前述露出部是配置在對應該影像顯示裝置之攝

影機部的位置。

2.　如請求項 1之偏光薄膜積層體，其中前述露出部是以預定間隔配置於前述長度方向上。
3.　如請求項 1之偏光薄膜積層體，其中前述露出部是實質上等間隔配置於至少前述長度方
向上。

4.　如請求項 1之偏光薄膜積層體，其中前述露出部是實質上等間隔配置於前述偏光件的長
度方向及前述寬度方向上。

5.　如請求項 1之偏光薄膜積層體，其連結相鄰的前述露出部之直線的方向相對於前述偏光
件的長度方向及/或前述寬度方向是在±10°的範圍內。

6.　如請求項 1之偏光薄膜積層體，其中前述偏光件之厚度為 10μm以下。
7.　如請求項 1之偏光薄膜積層體，其中前述偏光件之對應露出部的部分之偏光度為 99.9%
以上。

8.　如請求項 7之偏光薄膜積層體，其是沿前述長度方向搬送而供於用以將前述偏光件之對
應露出部的部分進行脫色之步驟。

9.　如請求項 1之偏光薄膜積層體，其中前述偏光件之對應露出部的部分是藉由將該偏光件
脫色而形成之非偏光部。

10.   如請求項 9之偏光薄膜積層體，其中前述非偏光部之透光率為 90%以上。
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11.   如請求項 9之偏光薄膜積層體，其中前述偏光件之對應露出部的部分包含該偏光件其一
面側之表面凹陷而成的凹部。

12.   如請求項 9之偏光薄膜積層體，其中前述非偏光部是前述二色性物質含量低於其他部位
之低濃度部。

13.   如請求項 12之偏光薄膜積層體，其中前述低濃度部的鹼金屬及/或鹼土族金屬之含量為
3.6重量%以下。

14.   如請求項 12之偏光薄膜積層體，其中前述低濃度部是藉由使鹼性溶液接觸前述偏光件而
形成。

15.   如請求項 14之偏光薄膜積層體，其中前述鹼性溶液是含有鹼金屬及/或鹼土族金屬之氫
氧化物的水溶液。

16.   如請求項 1之偏光薄膜積層體，其於前述表面保護薄膜上形成有貫通孔，且對應該貫通
孔的部分為前述露出部。

17.   如請求項 1之偏光薄膜積層體，其中前述表面保護薄膜是可被剝離地積層於前述偏光件
上。

18.   如請求項 1之偏光薄膜積層體，其具備配置於前述偏光件的另一面側之保護薄膜。
19.   如請求項 18之偏光薄膜積層體，其中前述保護薄膜之厚度為 80μm以下。
20.   如請求項 1至 19中任一項之偏光薄膜積層體，其具備配置於前述偏光件的另一面側之第

2表面保護薄膜。
21.   如請求項 1至 19中任一項之偏光薄膜積層體，其中前述露出部是呈點狀配置。
22.   如請求項 1至 19中任一項之偏光薄膜積層體，其中前述露出部之俯視形狀為略圓形或略

矩形。

23.   如請求項 1至 19中任一項之偏光薄膜積層體，其被捲繞成捲筒狀。
24.   如請求項 1至 19中任一項之偏光薄膜積層體，其是用於製造具有非偏光部的複數個偏光

件。

圖式簡單說明

圖 1為本發明一實施形態下的偏光薄膜積層體之概略立體圖。
圖 2為圖 1所示之偏光薄膜積層體之部分截面圖。
圖 3A為說明於本發明實施形態下的偏光薄膜積層體中的露出部之配置圖案一例之概略平

面圖。

圖 3B為說明於本發明實施形態下的偏光薄膜積層體中的露出部之配置圖案另一例之概略
平面圖。

圖 3C為說明於本發明實施形態下的偏光薄膜積層體中的露出部之配置圖案再另一例之概
略平面圖。

圖 4為一概略立體圖，其係說明於本發明實施形態下的偏光薄膜積層體製造方法中的偏
光件與表面保護薄膜之積層。

圖 5為一概略圖，其係說明於本發明實施形態下的偏光薄膜積層體之非偏光部的形成。
圖 6(a)所示者為實施例 1的表面平滑性的評價結果；圖 6(b)所示者為實施例 2的表面平滑

性的評價結果。
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